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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【公表日】平成23年3月10日(2011.3.10)
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【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｃ  17/383    (2006.01)
   Ｃ０７Ｃ  21/18     (2006.01)
   Ｃ０７Ｃ  17/25     (2006.01)
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【ＦＩ】
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   Ｃ０７Ｃ  17/25    　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成23年11月18日(2011.11.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１，１，１，２－テトラフルオロプロペンの製造方法であって、
　ａ）原料のヘキサフルオロプロペンを１，１，１，２，３－ペンタフルオロプロペンと
共に還元触媒の存在下にて水素化して、１，１，１，２，３，３－ヘキサフルオロプロパ
ンおよび１，１，１，２，３－ペンタフルオロプロパンを含む反応混合物を得る工程、
　ｂ）工程ａ）より得た反応混合物を脱ＨＦ反応に付して、１，１，１，２，３－ペンタ
フルオロプロペンおよび１，１，１，２－テトラフルオロプロペンを含んで成る反応混合
物を得る工程、
　ｃ）工程ｂ）より得た反応混合物を蒸留に付して、１，１，１，２－テトラフルオロプ
ロペンを含む第１Ａフラクションと、１，１，１，２，３－ペンタフルオロプロペンを含
む第２Ａフラクションとに分離する工程、および
　ｄ）第２Ａフラクションに含まれる１，１，１，２，３－ペンタフルオロプロペンを工
程ａ）に用いる工程
を含み、１，１，１，２－テトラフルオロプロペンを第１Ａフラクション中に得る方法。
【請求項２】
　工程ｃ）より得られる第２Ａフラクションが、１，１，１，２，３－ペンタフルオロプ
ロペンに加えて、１，１，１，２，３－ペンタフルオロプロパンおよび１，１，１，２，
３，３－ヘキサフルオロプロパンの少なくとも一方を含んで成り、ならびに
　工程ｄ）が、第２Ａフラクションを更なる蒸留に付して、１，１，１，２，３－ペンタ
フルオロプロパンおよび１，１，１，２，３，３－ヘキサフルオロプロパンの少なくとも
一方を含んで成る第３Ａフラクションと、１，１，１，２，３－ペンタフルオロプロペン
を含んで成る第４Ａフラクションとに分離し、第３Ａフラクションを工程ｂ）の脱ＨＦ反
応に付し、および第４Ａフラクションを工程ａ）の水素化反応に付すことを含む、請求項
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１に記載の方法。
【請求項３】
　１，１，１，２－テトラフルオロプロペンの製造方法であって、
　ｐ）原料のヘキサフルオロプロペンを還元触媒の存在下にて水素化して、１，１，１，
２，３，３－ヘキサフルオロプロパンおよび１，１，１，２，３－ペンタフルオロプロパ
ンを含む反応混合物を得る工程、
　ｑ）工程ｐ）より得た反応混合物を蒸留に付して、１，１，１，２，３－ペンタフルオ
ロプロパンを含んで成る第１Ｂフラクションと、１，１，１，２，３，３－ヘキサフルオ
ロプロパンを含んで成る第２Ｂフラクションとに分離する工程、および
　ｒ）第１Ｂフラクションを脱ＨＦ反応に付して、１，１，１，２－テトラフルオロプロ
ペンを含んで成る反応混合物を得る工程
を含み、１，１，１，２－テトラフルオロプロペンを工程ｒ）の反応混合物中に得る方法
。
【請求項４】
　工程ｑ）より得られる第２Ｂフラクションを工程ｐ）の水素化反応に付すことを更に含
む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　１，１，１，２－テトラフルオロプロペンを製造するための装置であって、
　原料のヘキサフルオロプロペンを１，１，１，２，３－ペンタフルオロプロペンと共に
還元触媒の存在下にて水素化して、１，１，１，２，３，３－ヘキサフルオロプロパンお
よび１，１，１，２，３－ペンタフルオロプロパンを含む反応混合物を得る水素化反応器
、
　水素化反応器より得られる反応混合物を脱ＨＦ反応に付して、１，１，１，２，３－ペ
ンタフルオロプロペンおよび１，１，１，２－テトラフルオロプロペンを含んで成る反応
混合物を得る脱ＨＦ反応器、
　脱ＨＦ反応器より得られる反応混合物を蒸留に付して、１，１，１，２－テトラフルオ
ロプロペンを含む第１Ａフラクションと、１，１，１，２，３－ペンタフルオロプロペン
を含む第２Ａフラクションとに分離する蒸留塔、および
　第２Ａフラクションに含まれる１，１，１，２，３－ペンタフルオロプロペンを水素化
反応器に移送するライン
を含む装置。
【請求項６】
　前記蒸留塔より得られる第２Ａフラクションが、１，１，１，２，３－ペンタフルオロ
プロペンに加えて、１，１，１，２，３－ペンタフルオロプロパンおよび１，１，１，２
，３，３－ヘキサフルオロプロパンの少なくとも一方を含んで成り、ならびに
　前記装置が、
　第２Ａフラクションを更なる蒸留に付して、１，１，１，２，３－ペンタフルオロプロ
パンおよび１，１，１，２，３，３－ヘキサフルオロプロパンの少なくとも一方を含んで
成る第３Ａフラクションと、１，１，１，２，３－ペンタフルオロプロペンを含んで成る
第４Ａフラクションとに分離する別の蒸留塔、
　第３Ａフラクションを脱ＨＦ反応器に移送するライン、および
　第４Ａフラクションを水素化反応器に移送するラインを更に含む、請求項５に記載の装
置。
【請求項７】
　１，１，１，２－テトラフルオロプロペンを製造するための装置であって、
　原料のヘキサフルオロプロペンを還元触媒の存在下にて水素化して、１，１，１，２，
３，３－ヘキサフルオロプロパンおよび１，１，１，２，３－ペンタフルオロプロパンを
含む反応混合物を得る水素化反応器、
　水素化反応器より得られる反応混合物を蒸留に付して、１，１，１，２，３－ペンタフ
ルオロプロパンを含んで成る第１Ｂフラクションと、１，１，１，２，３，３－ヘキサフ
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ルオロプロパンを含んで成る第２Ｂフラクションとに分離する蒸留塔、および
　第１Ｂフラクションを脱ＨＦ反応に付して、１，１，１，２－テトラフルオロプロペン
を含んで成る反応混合物を得る脱ＨＦ反応器
を含む装置。
【請求項８】
　前記蒸留塔より得られる第２Ｂフラクションを水素化反応器に移送するラインを更に含
む、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　水素化反応が、３０℃～３００℃の温度で実施される、請求項１～４のいずれかに記載
の方法。
【請求項１０】
　水素化反応の還元触媒が、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ、ＲｕおよびＲｅからなる群より選択され
る少なくとも１種の金属を担持したものである、請求項１～４および９のいずれかに記載
の方法。
【請求項１１】
　水素化反応の還元触媒が、金属を０．５～５重量％の割合で担持している、請求項１０
に記載の方法。
【請求項１２】
　脱ＨＦ反応が、２５０℃～４５０℃の温度で実施される、請求項１～４および９～１１
のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　脱ＨＦ反応が、酸化フッ化クロム、酸化フッ化アルミニウム、フッ化ニオブ、フッ化マ
グネシウム、フッ化タンタルおよびフッ化アンチモンからなる群より選択される少なくと
も１種を含む触媒の存在下に実施される、請求項１～４および９～１２のいずれかに記載
の方法。
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